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ALD-SnO2 应用于钙钛矿电池电子传输层

• ALD 相比于传统沉积技术，在制备超薄膜时具有更优异的均匀性和保形性，以及缺陷更少的优点。

ALD-NiO 应用于钙钛矿电池空穴传输层

• ALD 可用于制备性能优异的超薄（<10 nm）NiO 空穴传输层。

ALD 应用于钙钛矿电池钝化层

• ALD 超薄膜可以应用于界面处，通过和悬挂键反应的方式减少表面缺陷，或者排斥载流子，达到钝化的效果。

ALD 应用于钙钛矿电池封装

• 致密的 ALD 膜可达到有效的阻水氧的效果。


